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本研究のより具体的な目標は 1) 2 桁以上の複数の一括図形ビームを可変成形ビームとともに高精度に形成する電
子光学系を提案する、 2) 高精度を実現するための自動調整方法を提案する、 3) ナノメータリソグラフィに対応す
るための一括図形開口形成の高精度化方法を提案する、 4) クーロン効果による一括図形ビームの解像度劣化に対す
る方策を提案する、の 4 点である。




























試作した装置を用いて実際に描画を行い 80 nm 以下のナノメートルパターンの高速高精度描画ができることを実証
した。
このように本論文は、電子ビーム露光法の高速化高精度化に多大の成果をあげ、先端半導体プロセス技術の発展に
大きく貢献しており、学位(工学)論文として価値あるものと認められる。
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